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Обсуждаются результаты экспериментов на многопробочной ловушке ГОЛ-3, отличием которых от стандартного режима работы установки является снижение диаметра инжектируемого в плазму электронного пучка. При этом плотность тока электронного пучка оставлена на уровне ~1 кА/см2, а полный ток уменьшился до ~1.5 кА соответственно уменьшению поперечного сечения пучка и стал, таким образом, меньше предельного вакуумного тока. Это позволило провести сравнительный анализ процессов нагрева и удержания плазмы при инжекции пучка как в плазму, так и в нейтральный газ при плотности ~3·1020 м-3, что было сделано впервые для многопробочной ловушки ГОЛ-3. 

Плотность тока электронного пучка является достаточно большой для того, чтобы в отсутствие токовой компенсации обратным плазменным током плазма стала неустойчивой по критерию Крускала-Шафранова. Будут представлены данные о взаимодействии электронного пучка с плазмой, о нагреве плазмы, о стабильности плазмы в разных режимах.
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